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１．概要（Summary） 

超伝導ナノ細線を用いた単一光子検出器は、他の材

料を用いた検出器より高い性能を示し、近年活発に研究

されている。今回、北海道大学ナノテクノロジー連携研究

推進室の施設を利用して、高い Tc=39K を有する二ホウ

化マグネシウム（MgB2）を用いた本デバイスのナノ微細加

工を行った。また、従来より開発している窒化モリブデン

（MoN）および窒化ニオブ（NbN）を用いた検出器の高性

能化を進めた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置 

イオンミリング装置 

ヘリコンスパッタリング装置 

反応性イオンエッチング装置 

原子層堆積装置 

 

【実験方法】 

AlN 保護膜付きの MgB2 極薄膜（厚さ 10~20nm）に、

電子ビーム露光装置、イオンミリング装置、ヘリコンスパッ

タリング装置を用いて、電極およびアライメントマークをリ

フトオフで形成した。その後、電子ビーム露光装置および

イオンミリング装置を用いて、線幅 100~300nm、大きさ

15mm 角のメアンダ状ナノ細線に微細加工した。MoN お

よび NbN 薄膜の場合は、イオンミリングの代わりに反応

性イオンエッチング装置を用い、さらに原子層堆積装置を

用いてキャビティ構造を形成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した MgB2 ナノ細線単一光子検出素子のレーザ

ー顕微鏡像を Fig.1 に示す。良好な電流電圧特性を示

すと共に単一光子検出可能であることを確認した。一方、

検出効率が低く、さらなる微細化が必要であることが判明

した。 

 
Fig.1 Photomicrograph of superconducting 

nanowire using MgB2 
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